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Les sidérurgistes développent depuis des années des nuances d’aciers enrichies
en éléments d’alliage légers, tel que I'aluminium, pour satisfaire les contraintes
environnementales de l'industrie automobile. Leur ségrégation en surface lors des
recuits de recristallisation crée des couches d’oxyde qui sont déléteres pour
I'adhérence du revétement protecteur de zinc lors du traitement de galvanisation.

Dans ce contexte industriel, 'équipe de I'INSP a développé une approche
fondamentale de science des surfaces de
cette problématique [1-3] sur un alliage
modeéle FeossAlo.15 représentatif des aciers
ferritiques. La dépendance en orientation
[(110), (100), (111)] et environnement sur la
ségrégation et [Il'oxydation sélective de
laluminium a ainsi été systématiquement
explorée.

Ce poster s’attachera a montrer I'apport du
couplage entre la microscopie tunnel, la
A EIVAN photoémission X et les calculs ab initio [2] (i)
. e sur la caractérisation des reconstructions de
Figure 1 : Comparaison entre les deux films d’alumine surface et du profil de Ségrégation aux
Tt e s e e i oy, Surfaces métalliques nues [1] et (i) sur la
différentes phases sont rencontrées suivant le mode de variete des structures des films
préparation du substrat. bidimensionnels d’oxyde formés sur les
différentes faces [3].
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